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ODUVODNENIi VEREJNE ZAKAZKY
s ndzvem
,,DODAVKA KOMPLEXU DEPOZICNICH ZARiZENI PRO CEITEC MU“

vyhotovené podle § 156 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

v platném znéni (dale jen Zakon o VZ)

1. ODUVODNENI UCELNOSTI VEREJNE ZAKAZKY

Popis potfeb, které maji byt spinénim vetejné zakazky naplnény

Zakazka ,Dodavka komplexu depozi¢énich zafizeni pro CEITEC MU“ je zaddvana a
financovana z Operaéniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace v ramci projektu ,,CEITEC ~
stredoevropsky technologicky institut”, registracni Cislo projektu C€Z.1.05/1.1.00/02.0068.
Jejim cilem je naplnéni planovaného ucelu projektu, ktery spoleéné pfipravuji
nejvyznamnéjsi brnénské univerzity a vyzkumné instituce, a to vybudovani evropského
centra excelence v oblasti véd o Zivé prirodé a pokrocilych material(l a technologii.

Popis pfedmétu verejné zakazky

Predmétem vefejné zakazky je doddvka nasledujiciho pfistrojového vybaveni, které bude
dodano jako celek.

Vakuova napafovaci aparatura — predmétem je doddavka ultra-vakuového systému pro
naparovani tenkych vrstev pomoci zdroji ohtivanych elektronovym svazkem a to vetné
instalace, uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy. Cilem zadavatele je pofidit pfistroj
splfiujici niZe pozadované parametry.

Vakuova napraSovaci aparatura — pfedmétem je dodavka ultra-vakuového systému pro
depozici tenkych vrstev pomoci magnetronového napraSovdni a to v€etné instalace,
uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy. Cilem zadavatele je pofidit pFistroj splfiujici nize
pozadované parametry.
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Popis vzajemného vztahu pfedmétu veiejné zakazky a potieb zadavatele

Realizace pfedmétu vefejné zakazky vyrazné pfispéje k naplnéni potfeb zadavatele tim, ze
podstatné rozsifi moZnosti vyzkumnych skupin v oblasti pfipravy tenkych vrstev. Pomoci
zafizeni budou pfipravovany magnetické multivrstvy vykazujici GMR/MTR jevy, syntetické
antiferromagnety, vrstvy kov(i a izolatorli s pfesné definovanym slozenim a
krystalografickou strukturou, katalytické vrstvy pro rdst uhlikovych nanostruktur, vrstvy pro
ptipravu ¢ipd a senzord, kryci a kovové vrstvy pro masky.

Ptedpokladany termin splnéni vefejné zakazky

Predmét vefejné zakazky bude realizovan na zékladé kupni smlouvy, jeZ bude s vitéznym
uchazeéem uzaviena po jeho vybéru v otevieném fizeni. Pfistrojové vybaveni bude dodano
v rozmezi let 2014 - 2015. Dodavka probéhne nejpozdéji 10 mésictl od podepsani smlouvy,
nebude-li dohodnut pozdéjsi termin z dlivodu nepfipravenosti mista instalace. PFesny

termin dodavky bude dodavateli ze strany zadavatele avizovdn minimadlné 2 meésice
doptedu. Projekt jako celek bude ukonéen nejpozdéji do 31. 12. 2015.

Popis rizik souvisejicich s plnénim vefejné zakazky, ktera zadavatel zohlednil pFi
stanovenizadavacich podminek

Zadavatel spatfuje riziko zejména v prodleni se zadanim zakazky, ¢imZ mohou byt Castecné
ohroieny planované cile projektu CEITEC.

2. ODUVODNENI POZADAVKU NA TECHNICKE KVALIFIKACNI PREDPOKLADY

Zadavatel dale nema potiebu zdlvodnit zvlastni vymezeni technickych kvalifikaénich
piedpokladi vefejné zakazky ve vztahu ke svym potfebam a krizikim souvisejicim s

plnénim vefejné zakazky.

3. ODUVODNENI VYMEZENi OBCHODNICH PODMINEK

Zadavatel dale nemad potfebu zdGvodnit zviastni vymezeni obchodnich podminek vefejné
zakazky ve vztahu ke svym potiebam a k rizikim souvisejicim s pinénim vefejné zakazky.

4. ODUVODNENi VYMEZENI TECHNICKYCH PODMINEK

Zadavate! dale zd(ivodriuje vymezeni technickych podminek vefejné zakazky ve vztahu ke
svym potfebam a k rizikim souvisejicim s plnénim vefejné zakazky. Zdlivodnéni jednotlivych
pozadavkl je uvedeno v pfiloze tohoto dokumentu.
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5. ODUVODNEN] STANOVENi ZAKLADNIiCH A DiL€icH HODNOTICICH KRITERI A
zPUSOBU HODNOCEN{ NABIDEK

ey

Zadavatel zvolil jako zakladni hodnotici kritérium nejnizsi nabidkovou cenu, nebot pfi
dodrieni stanovenych technickych podminek je toto kritérium dostate¢nou zdrukou vybéru
kvalitni nabidky za nejnizsi cenu.

V Brné, dne 11. 10. 2013

..................................................

JUDr. Pavel Vacek

pravnik CEITEC MU

P¥iloha &. 1 - odGvodnéni vymezeni technickych podminek

LA EVROPSKA UNIE P

. .
@) ( l: I I t:( 5 }," EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vyvo)

INVESTICE DO VASE BUDOUCNOSTI pro inovace




EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DO VASI BUDDUCNOSTI

OP Vyzkum a vyvo)
pro inovace

Kompatibilita s ¢istymi prostory tfidy 100

ANO

2500 x 1400 x

Parametry definuji umisténi pFistroje v

Rozméry max (length x width x height) 2600 mm planovanych laboratofich a definuji
Systém je umistén na ramu, ktery obsahuje maximalni rozméry pfistroje tak, aby
vegkerou fidici elektroniku (napétové zdroje, ANO vyhovovaly stavajicimu projektu
ovladani pneumatickych ventil(), chlazeni
vodou, rozvod plynl)
Systém je ovlddan jedinou aplikaci
umoZfujici kontrolu tlaku, ovladani ANO
vakuovych pump, davkovacich ventild a clon.
PC je soutasti dodavky. Ovladaci software, umoZznujici
automatické i manualni oviadani
Rizeni depozice Ize provadét v piné pFistroje, pFistupné rznym tridam
automatickém reZzimu véetné zdkladniho ANO u¥ivateld.
programovani depozitniho procesu
Software je vicedroviiovy pro rlizné tfidy ANO
uzivateldl
Systém se sestava ze dvou komor, depozi¢ni ANO Definuje zakladni koncept pFistroje,
a zakladaci, oddélenych deskovym ventilem sestavajiciho se ze dvou komor.
2. DEPOZICNI KOMORA
Manipulator umoZniujici manipulaci a
depozici na 7“x7“ substraty pro depozici ANO
litografickych masek a mensi vzorky
Manipulator umoZiuje naklanét vzorek pfi . .. . L
. L, 0-45 Do dridku vzorku je mozné umistit
depozici v rozsahu (motorizovano): S
— - - — e vzorky do velikosti 7'x7" pro
Souddsti dodavky jsou drzaky na 7"x7" masky . .
) .. . . litograficke masky. Pro male substraty
a adaptéry na mensi vzorky (4" wafery a min 4 ks i o . )
} (velikost 2") je moZno vzorek chladit a
napf. 10 x 10 mm) . v . .
- —— - ohtivat. Drzak je motorizovany.
Ohtev vzorku do velikosti 4" waferu aZ na
1000 °C je zajistén pomoci PBN topného
ANO

télesa (pramér 4"), véetné ovlddaci jednotky
a zdroje
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Motorizovana rotace substratQ pro zajiSténi | ( min 10 ot.min-
uniformity depozice 1)
Motorizovany posuv drzakem vzorku v
rozsahu potfedném pro depozici/zakladani ANO
vzorku
Krystalovy méfi¢ napafovaci rychlosti, vietné
ovladaci jednotky, kabelll a sady novych ANO
krystald (min. 10). Pneumaticky ovladany Krystalovy méFi¢ umozniuje zjistovani
shutter. tloustky napafeného materidlu.
Komora ma dvefe umoZiujici pohodiné ANO Nutnd podminka pro pfipadné budouci
opravy/nastaveni soucasti uvnitf, opravy.
Ptiruby s okénky umoznujici pohodinou
manipulaci se vzorky, véetné clony chranici
okna proti depozici. Minimdlné jedno okénko ANO Okénka jsou nutna pro manipulaci se
zahrnuje i osvétleni vnitfniho prostoru vzorky (transfer z/do zakladaci
komory. komory)
Na komofe jsou min. 2 slepé pfiruby CF40 Zvy$uje univerzalnost pfistroje,
pro budouci pfipojeni napf. samostatnych ANO nékteré materialy nelze nanaset
napafovacich zdrojd a min. 1 slepd pfiruba poptavanym zdrojem a je tfeba poutZit
CF100. Osy pFirub mifi na stfed vzorku. odfisny.
Komora je chranéna proti napafovani
materialu na stény napf. uZivatelsky
vymeénitelnymi stinicimi plechy. V pfipadé ANO
tohoto Fedeni bude soucasti dodavky 1 sada Ochrana komory a okének pred
pro budouci vyménu. zanesenim.
Vypékani realizovano termo-koaxialnimi
kabely pfimo na komofe, véetné zdrojii a ANO Vyhfivani komory po servisnim zdsahu
ovladani nutné pro dosaZeni vysokého vakua.
Turbomolekuldrni pumpa (min. 1400 I/s) s
bezolejovou vyvévou umoiZnujici dosazeni ANO
zékladniho tlaku <5e-6 Pa po vypékani, Definuje parametry ¢erpaciho systému
véetné bezpeénostniho ventilu nutného pro dosazeni vysokého vakua
Mérka vakua pracujici v celém rozsahu tlakl a jeho méfeni.

. . e L, (atm —9x10-7
véetné ochrany pfi zavzdusfiovani a ovladaci Pa)
jednotky
3. NAPAROVACI ZDROJ V DEPOZICN|
KOMORE
Zdroj elektrond o vykonu min. 6 kW Definice naparovaciho zdroje o
UmoiZiiuje nastaveni polohy napafovaci stopy dostate¢ném vykonu a kapacité
ve smérech x-y ANO napafovaného materidlu, umoZnujici
Naklanéni svazku o 270° vyladéni svazku tak, aby dopadal na
Obsahuje min. 8x20 ccm kaliska s vzorek. Posuv celého zdroje sniZuje
motorizovanym posunem ANO spotfebu napafovaného materialu.
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Motorizovany linearni posuv napafovaciho
zdroje vici vzorku o takovém rozsahu, aby
bylo moZno napafovat jak na 7"x7" masky
tak i na malé vzorky (napf. 2" wafery) a
sniZila se tak spotfeba napafovaného
materialu.

ANO

4, ZAKLADACI KOMORA

Zakladaci komora pro vkladani vzork( bez
porudeni vakua v depoziéni komofe,
umoZziujici fizené napousténi plynt
kontrolované pomoci jehlového ventilu pro
oxidaci a aktivaci substratu, zakladni tlak
<5e-5 Pa, oddélena deskovym ventilem od
hlavni komory

ANO

PEiruba s ventilem umoZiujicim fizené
napousténi komory plynem, zakon&ena
standartizovanym konektorem (Swagelok,ISO
KF, 1ISO CF)

ANO

Zakladaci komora umoiniuje vklddat
vzorky do hlavni depozi¢ni komory bez
poruseni vysokého vakua uvnitf,
Zahrnuje rovnéz dostatecné vykonny

Turbomolekularni pumpa (min. 260 1/s) s
bezolejovou vyvévou véetné bezpecnostniho
ventilu a ovladaci jednotky

ANO

Cerpaci systém, méfici systém a ventil
pro napousténi komory.

P¥iruba s okénkem umoZniujici pohodinou
manipulaci se vzorky

ANO

Systém pro transport vzorkd do depozi¢ni
komory bez poruseni vakua

ANO

Mérka vakua pracujici v celém rozsahu tlakl
véetné ochrany pti zavzduSiiovani

{atm —9x10-7

Pa)

5. MATERIAL PRO NAPAROVANIi

Dodévka zahrnuje nasledujici materialy pro
napafovani s minimalni gistotou 99.95% :
Au (10g), Pt(10g), Ti (50g), Cr (50g),Co (50g),
Cu (50g), Ni (50g), Fe (50g)

ANO

Akceptacni testy pro kontrolu pozadované funkénosti zafizeni

Test

Pozadovany vysledek

Vakuovy test 1

tlak v depoziéni komofte po vypékani, se viemi
zafizenimi pfipojenymi v komofe dosdhne
min, 5e-6 Pa max. 48 hodin po ukonéeni
vypékani

Vakuovy test 2

tlak v zakladaci komofe v fadu min. le-4 Pa
max. 30 min po zahajeni ¢erpani

Test zakladani a manipulace se vzorky

prokazani funkénosti zakladani a manipulace

HPCEITEC
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se vzorky od rozméru 7"x7", pres 6" a 4"
wafery az k mensim vzorkim 10x10 mm

Test funkce

.. zadavatelem zadavatelem

meérna L , . ]
parametr . poZadovana poZadovana

jednotka

hodnota hodnota

1.material substratu - float glass Si
2.napafovany material - Cr Au
3. rozmér vzorku inch 7x7 4"
5.tloustka naparené vrstvy nm 100 50
6.homogenita napafeneé vrstvy % 5 5
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Zal ] avky zadavatel

Predmétem je dodavka ultra-vakuového systému pro depozici tenkych vrstev pomoci
magnetronového napradovani a to véetné instalace, uvedeni do provozu a zadkoleni obsluhy.
Cilem zadavatele je pofidit pfistroj spliujici nize pozadované parametry.

Kompatibilita s ¢istymi prostory
tfidy 100

ANO

Rozméry max (length x width x
height)

2500 x 1500 x 3000 mm

Parametry definuji umisténi pfistroje v
planovanych laboratofich a definuji
maximaini rozméry pristroje tak, aby
vyhovovaly stavajicimu projektu

Systém je umistén v jednom
nebo vice ramech, které
obsahuji veSkerou Fidici
elektroniku (napétové zdroje,
ovladani pneumatickych
ventilll), chlazeni vodou,
rozvod plynt) Soucdsti dodané
technické dokumentace jsou
technické nékresy a schémata
elektrického zapojeni.

ANO

Systém je ovladan jedinou

aplikaci umoZiujici kontrolu
tlaku, ovladani vakuovych ANO
pump, davkovacich ventil( a
clon, PC je soucasti dodavky.

Ovladaci software, umoZnujici
automatické i manualni ovladani

Rizeni depozice Ize provadét v
plné automatickém reZimu
véetné zékladniho
programovani depozicniho

pristroje, pristupné rhznym tridam
uZivateld.

procesu. Programovani ANO
depozi¢niho procesu umoinf
depozice mulivrstev a
soutasnou depozici aZ ze 4
magnetrond (3 DCa 1 RF).
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Software je vicetroviiovy pro
réizné tfidy uZivatell. Proces
depozice je kontrolovan
pomoci pocitate s moZnosti
nastaveni depozi¢nihoiho
procesu. Hlavni parametry
procesu (tlak, pratok plynd,
teplota substratu, vf. vykon)
jsou zobrazovany v pribéhu
procesu na displeji a jejich
Casovy pribéh je ukladan pro
budouci referenci. Je moiné
ulozit pracovni proceduru
depozice pro dalsi pouZiti.
Viechna experimentalni data
maji byt kompatibilni s b&Znymi
formaty dat na PC, pfedevsim
ASClI, nebo se mohou dat do
téchto formatl vyexportovat.

ANO

Systém se sestava ze dvou
komor, depozi¢ni a zakladaci,
oddélenych deskovym ventilem

ANO

Definuje zakladni koncept pfistroje,
sestavajiciho se ze dvou komor.

2. DEPOZICNI KOMORA

Velikost vzorku: 4" wafer

ANO

Soutdsti dodavky jsou 2 ks Mo
driakd na 4" wafery a dale
adaptéry pro uchyceni mensich
vzorkil (napf, 10 x 10 mm).
Drzék je rovnéZ pfipraven na
moZnost uchyceni
permanentnich magnetd.

ANO

Driéak substratl umozniuje
jejich ohfev do 850 °C pomoci
PBN topného télesa, v€etné
ovladaci jednotky a zdroje, dale
je moznost pfipojeni RF
pfedpéti na substrat (RF
generator neni soucasti
dodavky)

ANO

Vodni chlazeni drzdku
substratu a radiacni stit

ANO

Do dridku vzorku je moZné uchytit 4"
wafer. Pro malé vzorky je dodan specidini
drzak s moznosti uchyceni permanentnich
magnet( pro depozici v magnetickém
poli. BPN topné téleso umoini depozice
za zvys$ené teploty substratu, vodni
chlazeni a radiacni §tit chrani drzdk
substratd pfed prehfivanim.
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Motorizovana rotace substratl
pro zajisténi uniformity
depozice

{ 0-30ot.min-1)

Motorizovany posuv dridkem
vzorku v ose z (regulovatelna
vzdalenost od magnetronl) v
rozsahu min. 90 mm.

ANO

Clona dridku substrat(, snadna
demontaz pro Gcely Cidténi,
pohyb v ose z spolecné s
dridkem substratl

ANO

MoZnost naklonu drzaku
vzorkli min 25° od normaly
driaku vzork(

ANO

Kombinace rotace, posuvu v ose z a
naklonu dridku vzorkd umozni dsodhnout
pozadované geometrie depozice.

w ooy

1x krystalovy méri¢ depoziéni
rychlosti, véetné ovladaci
jednotky, kabel( a sady novych
krystalll (min. 5)

ANO

Krystalovy méfi¢ umoziuje kalibraci
depozi¢ni rychlosti a opakovatelnost
depoziéniho procesu.

pfiruby s okénky umoZnujici
pohodinou manipulaci se
vzorky, v€etné clony chranici
okna proti depozici. Minimalné
jedno okénko zahrnuje i
osvétleni vnitfniho prostoru
komory.

ANO

Okénka jsou nutna pro manipulaci se
vzorky (transfer z/do zakladaci komory)

2 hmotnostni prdtokoméry s
pneumatickymi ventily pro
fizené napousténi Ar, 02/N2.

ANO

Je nutné pro napousténi pracovnich plynt

Komora je chrdnéna proti
naprafovani materialu na stény
napf. uzivatelsky
vymeénitelnymi stinicimi plechy.
Soucdsti dodavky bude 1 sada
pro budouci vyménu.

ANO

Ochrana komory a okének pfed
zanesenim.

Vypékani realizovano termo-
koaxidlnimi kabely pfimo na
komote, véetné zdroji a
ovladani, které je realizovano
pomoci potitale.

ANO

Vyhfivani komory po servisnim zasahu
nutné pro dosaZzeni vysokého vakua.
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Turbomolekuldrni vyvéva (min.
1250 /s) s predéerpanim
pomoci turbomolekuldrni
booster vyvévy a bezolejové
vyvévy umoziujici dosazeni
zékladniho tlaku <3e-7 Pa po
vypékani. Dodate¢nad Titanova
sublimaéni vyvéva s chladicim

ANO

titem pro vodni i LN2 chiazeni.

Mérky vakua pracujici v celém
rozsahu tlakd véetné ochrany
pfi zavzdustiovani a ovladaci
jednotky

(atm — 1x10-9 Pa)

Definuje parametry Cerpaciho systému
nutného pro dosaZeni vysokého vakua a
jeho méfeni.

3. MAGNETRONOVE ZDROJE V
DEPOZIEN] KOMORE

4 ks UHV kompatibilnich
magnetronovych zdroji
vhodnych pro RF/DC provoz,
nepfimé vodni chlazeni,
mozZnost manuainiho ovladani | ANO
naklonu v rozsahu min 20°.
Elektropneumaticka zavérka a
pFimy vstup pracovniho plynu.
Velikost terce 2".

4 ks UHV kompatibilnich
magnetronovych zdrojd
vhodnych pro RF/DC provoz,
magnety vhodné pro depozice
feromagnetickych materiai,
nepfimé vodni chlazeni,
moinost manudiniho ovladani
naklonu v rozsahu min 20°.
Elektropneumatickd zavérka a
pfimy vstup pracovniho plynu.
Velikost terce 2".

3 DC napdjeci zdroje 500W,
rozsah napéti 0-800V, proud
0,5A.

1 RF napdjeci zdroj 300W,
véetné vyrovnavaci jednotky.

Definice samotnych napraSovacich zdroju
a jejich napajecich generatorl. Depozi¢ni
aparatura umoZni sou¢asnou depozici aZ
ze 4 magnetrond (3 DC a 1 RF).
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3 automatické DC pfepinaci
jednotky, kaZda z nich
umoZfiuje pfepinani jednoho
DC napajeciho zdroje mezi
dvéma magnetrony.

1 automaticka RF prepinaci
jednotka, véetné vyrovnavaci
jednotky, umoZnujici pfepindni
jednoho RF napdjeciho zdroje
mezi dvéma magnetrony.

4, IONTOVY ZDROJ

1 iontovy zdroj pro cisténi
substrat( a pro asistovanou
depozici, hmotnostni
pratokoméry pro dva plyny (Ar,
N2/02), rozsah energii iont
30-300 eV.
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4. ZAKLADACI KOMORA

Zakladaci komora pro vkladani
vzork( bez poruseni vakua v
depoziéni komofe, umoZnujici
fizené napousténi plynu
kontrolované pomoci
jehlového ventilu pro oxidaci a
aktivaci substratu, zakladni tlak
<5e-5 Pa, oddélena deskovym
ventilem od hlavni komory
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Turbomolekularni pumpa (min.
280 1/s) s bezolejovou vyvévou
véetné bezpeénostniho ventilu
a ovladaci jednotky
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Pfiruba s okénkem umoZiujici
pohodinou manipulaci se
vzorky

ANO

Halogenova lampa pro
vyhfivani a dekontaminaci
substrat

ANO

Systém pro transport vzorkd do
depozitni komory bez porudeni
vakua
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Zakladaci komora umoiniuje vkladat
vzorky do hlavni depoziéni komory bez
porudeni vysokého vakua uvnitf. Zahrnuje
rovné? dostate¢né vykonny ¢erpaci
systém, méfici systém a ventil pro
napousténi komory. Halogenova lampa
umozni dekontaminaci substrati pred
zaloZenim do komory.
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Mérka vakua pracujici v celém
rozsahu tlak( véetné ochrany
pfi zavzdusriovani

(atm — 9x10-7 Pa)

5. TERCE PRO DEPOZICE

Dodavka zahrnuje nasledujici
terée (primér 50mm, tloudtka
4 mm, Cistota min. 99.9%) : Au,
Ti, Co, Cu, Ni, Al203, MgO,
Ni80Fe20, Ir20Mn80
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Akceptaéni testy pro kontrolu poZadované funknosti zafizeni

Test

PoZadovany vysledek

Vakuovy test 1

tlak v depozi¢ni komofe po vypékani, se
viemi zafizenimi pfipojenymi v komofe
dosdhne min. 3e-7 Pa max. 48 hodin po
ukonceni vypékani

Vakuovy test 2

tlak v zaklddaci komote v radu min. 1e-4 Pa
max. 30 min po zahajenf ¢erpani

Test zakladani a manipulace se vzorky

prokazani funkénosti zakladani a manipulace
se vzorky od rozméru 4" az k mensim
vzork(m 10x10 mm

Test funkce

test 2
mérna zadavatelem pozadovana hodnota

parametr jednotka
1. material substratu - Si
2. napafovany material

ap y ) AU
3. rozmér vzorku inch 4"
4. napaiovaci zdroj ) DC magnetron
5. tloustka napafené vrstvy am 50
6. homogenita napafené
vrstvy % 5
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